Este trabalho buscou estabelecer parametros 6timos de deposi¢do de filmes finos de zirconia estabilizada com
itria (YSZ), visando a utilizagdo como eletrélito sélido em células a combustivel tipo SOFC (Solid Oxide Fuel
Cell). Para sintese dos filmes a técnica de spray pirélise foi empregada. Para tanto, uma solucdo precursora com
sais de zirconio e itrio, dissolvidos em solventes organicos foi aspergida sobre um substrato poroso de manganita
de lantanio dopada com estroncio (LSM) previamente aquecido a 350°C. Os filmes foram tratados termicamente
a 700°C por 2h. Trés procedimentos de deposicdo foram testados: no primeiro caso toda a solucdo foi depositada
em uma Unica etapa, com tratamento térmico ao final do processo. No segundo e terceiro casos as deposicOes
foram realizadas em trés etapas com tratamentos térmicos ao final ou tratamentos térmicos intermediarios. Os
filmes foram caracterizados quanto a morfologia e microestrutura, por microscopia eletronica de varredura
(MEV) e difracdo de raios-x (DR-X) e espectroscopia de infravermelho por transformadas de Fourier (FT-IR).
Os resultados obtidos mostraram que os filmes obtidos por deposi¢@es intermitentes sem tratamento térmico
intermediario apresentaram morfologia homogénea, com baixa quantidade de defeitos, em todos os casos houve
estabilizagdo da fase cubica da zirconia.



